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Uvod
Osetreni povrchu plazmatem je hojné vyuzivano v ruznych odvétvich prumyslu a postupné pronika i do oboru konzevrvovénl’ a restaurovani kulturnich pamatek
a sbirek. V ramci projektu NAKI Il ,Vyuziti plazmatu pro osetreni knihovnich fondu® probihaji v Narodni knihovne Ceskeé republiky testy plazmaticke pistole
s difuznim koplanarnim povrchovym bariérovym vybojem (DCSBD) na vybranych materialech knihovnich fondu jako je papir, textil, usen i plasty.
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Obr. 1 — Vlevo: Plazmaticka pistole RPS40, vpravo nahore: detail desticky, vpravo dole: schéma destiCky [3]

L Co se déje na povrchu materialu? J
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Béhem osSetreni plazmatem probihaji ruzné procesy
v zavislosti na pouzitem zdroji, plynu a osetrovanem
materialu. Zakladni tri procesy jsou ablace, aktivace
a depozice. Ablaci dochazi k fyzikalnimu odstraneni
materialu z povrchu proudem castic. Pro tento proces
se Casto vyuziva inertnich plynu jako argonu. Pfi aktivaci
dochazi ke vzniku novych funkcnich skupin na povrchu
materialu, které zvysuji volnou povrchovou energii a tim
zlepsuji adhezi, smacivost barev a dalsi viastnosti.
Depozici se tvori tenky polymerni film na povrchu
substratu, ktery vznika polymerizaci pouziteho plynu. [2]

L Co je to plazma? L Co je to DCSBD plazma?

Plazma je ionizovany plyn slozeny
Z iontu, elektronu a neutralnich ¢astic,
ktery vykazuje tzv. kvazineutralitu.
V plazmatu dochazi ke generovani
ruznych Castic a UV zareni
podle pouziteho zdroje a plynu. Vyboj
ve vzduchu za atmosférického tlaku
generuje silne reaktivni castice,
predevsim kyslikové a hydroxylove
radikaly, singletovy kyslik, ozon, oxidy
dusiku a peroxid vodiku. [1]

Difuzni koplanarni povrchovy
bariérovy vyboj se tvori
na povrchu dielektrické vrstvy,
ve které jsou umisteny
elektrody blizko u sebe.
Elektrodu plazmove pistole
RPS40 tvori stribrné pasky
opacneé polarity, zapustene
do dielektrika
- korundove keramiky (Obr. 1).

Prvni vysledky
Jako prvni probihaji v NK CR testy vlivu o$etfeni plazmatem na materidly knizni vazby:.
Tyto testy budou pouzity pro spravnou konfiguraci vzdalenosti pistole od materialu a doby
osSetreni, aby nedochazelo k poskozeni materialu. Krome zmen optickych a mechanickych
vlastnosti jsou take sledovany zmeny vlastnosti povrchu materialu, jako je drsnost a uhel
smaceni, ktere mohou indikovat zmeny ve strukture a chemickém slozeni povrchu materialu
(Obr. 2 a Obr. 3).

V ramci projektu probiha testovani pouziti
plazmatu pro ucely osetreni knihovnich fondu:

» Desinfekce papiru a dalSich materialu knizni vazby

» Aktivace povrchu syntetickych polymeru
pro usnadneni lepeni a dalsich restauratorskych
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Obr. 2 — Zavislost uhlu smaceni PVC na Case
po osetreni plazmatickou pistoli ve vzdalenosti
0,2 mm od povrchu

Obr. 3 — Profil papiru Holmen na laserovem
mikroskopu pro stanoveni parametru drsnostsi
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